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В последнее время заметный интерес проявляется к эффекту электромагнитно индуцированной прозрачности (ЭИП) в плазме [1-3], являющемуся классическим аналогом эффекта ЭИП в трехуровневой квантовой системе [4]. Это явление состоит в образовании «окна прозрачности» внутри линии резонансного поглощения квантовой или классической системы в присутствии мощной волны накачки, сопровождаемым рекордно сильным замедлением сигнальной волны. Для плазменных систем в режиме ЭИП характерно эффективное возбуждение электростатических колебаний биениями между сигнальной волной и волной накачки.
В работах [3,5,6] вместо высокочастотной волны накачки было предложено использовать магнитный ондулятор, что позволяет существенно повысить эффективность энерговклада сигнальной волны в электростатические колебания. Одним из возможных приложений данного эффекта может быть ускорение ионов электростатическим плазменным полем.

В данной работе теоретически исследуется структура нормальных волн в режиме ондуляторно индуцированной прозрачности (ОИП) для продольного распространения волн в магнитоактивной плазме. Исследован эффект трансформации данных мод друг в друга при распространении в неоднородной плазме или в случае неоднородности внешнего магнитного поля. На основе анализа распространения и трансформации нормальных электромагнитных мод в плазме, контролируемой ондулятором, предложены оптимальные варианты возбуждения электростатических плазменных мод «внешним» электромагнитным излучением.

Полученные теоретические результаты подтверждены численным моделированием эффекта. Исследованы различные профили концентрации плазмы и внешнего магнитного поля. Продемонстрирована возможность ввода излучения в плазму в режиме ОИП для умеренных значений поля ондулятора и градиентов концентрации и внешнего магнитного поля.
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